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【はじめに】 表面構造を導入することで材料の分光放射率

を制御できることが知られている[1]。タングステン等の耐熱

金属の微細構造を用いれば波長選択性を持つ熱輻射光源など

が実現できるが、表面にアスペクト比の高い微細構造を作る

ことは容易ではない。そこで我々はシリコンへの微細加工法

と電気めっき法を用いて耐熱合金である Ni-W 合金膜を製膜

することを試みた。エネルギー分散型 X 線分光法(EDX)およ

びフーリェ変換赤外分光光度計(FTIR)によって化学組成および光学特性を測定した。 

【電気めっきによる合金構造膜の作製】 本研究では電気めっき法およびロストモールド法によ

って微細構造をもつ合金膜を作製する。実現したい構造を反転した構造をシリコン基板に作成す

る。その上にシード層として金を成膜し、電気めっき法で Ni-W を成膜する。最後にシリコンを

エッチングすると構造合金膜が実現する(Fig. 1)。構造の幅W, 深さ D を調節することで放射波長

を制御することができる．今回は W=0.7 μm, D=0.9 μm, P=1 μmとした。Ni-W合金は電気めっき条

件によってWの含有量を制御できる。本研究は耐熱性を求めてWの含有量の高い膜(原子含有量

24at%)を利用した。シリコンモールドは電子線リソグラフィと深堀エッチングプロセスを用いて

製作した。 

【FTIR 解析】 製作プロセス 3において、Ni-Wを

50 nm めっき成膜した場合の反射率を測定した。 

Fig. 2 に、平坦面を基準としたときの表面構造を持

つ Ni-W膜の相対反射率を示す。波長 1.4 μmで反射

率が低下しており、これはキャビティ内での電磁波
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において𝑛𝑥=1、𝑛𝑧=3の時のモード 𝜆𝑟=1.30 μmに対応していると考えられる。反射スペクトル

のピークとのずれは設計寸法と実際の寸法のずれが原因と思われる。 
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Fig.1 構造合金膜の作製
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Fig.2 FTIR による反射率の測定 
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